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 Si薄膜太陽電池の効率向上を実現するための最重要課題の一つに、a-Si:Hの光劣化の低

減がある。プラズマ中で発生したサイズが10nm以下のa-Siナノ粒子（クラスター）の堆積

膜中への混入が光劣化の原因の一つであると考えられている[1]。現在までに筆者らは、膜

へのクラスター取り込みを抑制可能なマルチホロー放電プラズマCVD法を開発し、これを用

いて光安定度の高いa-Si:Hの作製を実現した。[2]ここでは、マルチホロープラズマCVD法

によるクラスター除去能力を定量的に明らかにするため、膜中クラスター量のガス流速依

存性について調べた。実験では水晶振動子式膜厚計(QCM)を用いて、膜中クラスター量Vfを

その場計測した[3]。マルチホロープラズマ放電プラズマCVD法では、放電中で発生したク

ラスターをガス流により下流領域に輸送し、上流領域でクラスター取り込みの少ない薄膜

を堆積する。本実験ではQCMを下流領域に設置してガス流によるクラスター除去能力を評価

した。実験は、圧力を0.5Torr、基盤温度を100℃

にして行った。図1にVfのガス流速依存性を示す。

Vfは、ガス流速が20cm/sから60cm/sまでほぼ一

定であり、60cm/s以上ではガス流速に比例して

増加している。すなわち、本実験条件では、ガ

ス流速60cm/s以上でクラスターが下流領域に輸

送されて、放電領域から除去されることが明ら

かになった。本研究の一部はNEDOおよびPVTEC

の支援のもと行われた。 
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Fiq.1 膜中クラスタ体積分率のガ

ス流速依存性 
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